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DESCRIPCION

Sistema de recubrimiento de lechada de electrodos capaz de controlar el caudal de lechada de electrodos, y método
de recubrimiento de lechada que usa el mismo

Sector de la técnica

La presente descripcién se refiere a un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos capaz de controlar el
caudal de lechada de electrodos y a un método de recubrimiento con lechada de electrodos que usa el mismo.

Estado de la técnica

Con el desarrollo de la tecnologia y el aumento de la demanda de dispositivos mdviles, la demanda de baterias
secundarias también estd aumentando rapidamente. Entre las baterias secundarias, una bateria secundaria de litio
se usa ampliamente como una fuente de energia para varios productos electrénicos asi como varios dispositivos
méviles porque tiene alta densidad energética, alta tensién operativa y excelentes caracteristicas de preservacion y
vida util.

Dado que el campo de aplicacién de las baterias secundarias esta amplidndose, la demanda de baterias
secundarias de mayor capacidad esta creciendo rapidamente. Como método para aumentar la capacidad de una
bateria secundaria, se esta investigando una técnica para aumentar la cantidad de carga de una capa de mezcla de
electrodos. Los electrodos para baterias secundarias se fabrican a través de los procesos de secado y laminado
después de recubrir una lechada de electrodos sobre un colector de corriente. Sin embargo, con el fin de aumentar
la cantidad de carga de una capa de mezcla de electrodos, una gran cantidad de lechada de electrodos se recubrira
sobre el colector de corriente. Un nivel superior de uniformidad de recubrimiento se requiere para aumentar la
cantidad de recubrimiento de la lechada de electrodos.

Los documentos EP 2 017 013 A2 o WO 2015/141391 A1 describen matrices de recubrimientos de la técnica
anterior.

La Figura 1 es un diagrama que muestra un proceso de fabricacién de electrodos convencional. La Figura 1 ilustra
un proceso de descarga de una lechada de electrodos, a través de una matriz de ranura de lechada de electrodos,
sobre un colector de corriente de electrodos posicionado en un rodillo de recubrimiento. En la Figura 1, una matriz
20 de ranura de lechada de electrodos descarga una lechada de electrodos sobre un colector 10 de corriente de
electrodos que pasa sobre un rodillo 30 de recubrimiento que rota en una direccién R. El colector 10 de corriente de
electrodos se transfiere en la direccién de maquina (MD, por sus siglas en inglés) F mientras pasa por encima del
rodillo 30 de recubrimiento que rota en una direccién R. La matriz 20 de ranura de lechada de electrodos forma una
capa 11 de mezcla de electrodos cubierta con la lechada de electrodos hasta un ancho D especifico en el colector 10
de corriente de electrodos descargando y secando la lechada de electrodos en el colector 10 de corriente de
electrodos a través de una unidad 21 de descarga de lechada de electrodos.

Mientras tanto, la lechada de electrodos descargada de la matriz 20 de ranura de lechada de electrodos tiene un
cambio de temperatura inducido dentro de cierto rango debido a una variable como, por ejemplo, un tiempo de
calentamiento o paso a paso en el proceso. El cambio de temperatura de la lechada de electrodos induce un
desplazamiento minimo o deformacién de la unidad 21 de descarga de lechada de electrodos, que provoca que el
espesor de la capa 11 de mezcla de electrodos sea no uniforme.

Las Figuras 2 y 3 son diagramas que muestran, de forma esquematica, la deformacién de la matriz de ranura de
lechada de electrodos segun la temperatura de la lechada de electrodos durante la fabricacién de electrodos
convencional. En general, cuando la temperatura de la lechada de electrodos es inferior a una temperatura de
referencia (23 °C) durante la fabricacion del electrodo, la unidad de descarga se contrae en un mayor grado a ambos
lados que en el centro (es preciso ver la Figura 2). Por otro lado, cuando la temperatura de la lechada de electrodos
descargada de la matriz de ranura es superior a la temperatura de referencia (23 °C), la unidad de descarga se
expande en un mayor grado a ambos lados que en el centro (es preciso ver la Figura 3).

Cuando la forma de la matriz 20 de ranura de lechada de electrodos se deforma como se describe mas arriba, la
distancia entre el rodillo 30 de recubrimiento y la unidad 21 de descarga de lechada de electrodos no es constante
con respecto a la direccién transversal (TD, por sus siglas en inglés) del rodillo de recubrimiento. En este caso,
existe el problema de que la cantidad de carga de la lechada a recubrirse sobre el colector 10 de corriente tampoco
es constante con respecto a la TD del rodillo de recubrimiento. De manera especifica, a medida que la distancia
entre la unidad 21 de descarga de lechada de electrodos y el rodillo 30 de recubrimiento aumenta, la cantidad de
carga de la lechada recubierta sobre el colector 10 de corriente puede aumentar. Con referencia a la Figura 3, segun
el rodillo 30 de recubrimiento, la cantidad de carga de la lechada en el centro es mayor que aquella en los lados.
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Por consiguiente, existe la necesidad de una tecnologia capaz de controlar la cantidad de carga de lechada de
electrodos descargada de la matriz de ranura en respuesta a la temperatura de la lechada de electrodos durante el
recubrimiento de lechada de electrodos.

Objeto de la invencién
Problema técnico

La presente descripcion se ha concebido para resolver los problemas de més arriba y esté dirigida a proveer un
sistema de recubrimiento de lechada de electrodos que pueda controlar el caudal de lechada de electrodos
descargado de una matriz de ranura durante el recubrimiento de lechada de electrodos y que pueda controlar la
cantidad de carga de la lechada de electrodos en respuesta a la temperatura de la lechada de electrodos y un
método de fabricacidén de electrodos que usa el mismo.

Solucién técnica

La presente descripcidn provee un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos. En un ejemplo, un sistema
de recubrimiento de lechada de electrodos segln la presente descripcién esta configurado para incluir un tanque de
suministro configurado para suministrar una lechada de electrodos, una linea de suministro configurada para
suministrar la lechada de electrodos, recibida del tanque de suministro, a un colector de una matriz de ranura de
lechada de electrodos, la linea de suministro ramificada en n (n es un entero mayor que o igual a tres) sublineas de
suministro en una direccién transversal (TD), en donde un centro y los lados del colector se disponen con respecto a
la TD, una matriz de ranura de lechada de electrodos configurada para descargar la lechada de electrodos
suministrada a través de la linea de suministro, un rodillo de recubrimiento configurado para soportar y transferir una
capa de colector de corriente, la capa de colector de corriente transferida a lo largo del rodillo de recubrimiento y que
tiene uno 0 ambos lados recubiertos con la lechada de electrodos descargada de la matriz de ranura de lechada de
electrodos, y un sensor de temperatura configurado para medir la temperatura de la lechada de electrodos
descargada de la matriz de ranura de lechada de electrodos. En este caso, una valvula de control estd configurada
para controlar el caudal del electrodo en respuesta a una temperatura de la lechada de electrodos medida por el
sensor de temperatura.

En un ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura
supera una temperatura de referencia preestablecida, la valvula de control controla el caudal de lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 1 de més abajo.

{Ecuacion 1}
Fooawo = Fraco

En la Ecuacién 1, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en un lado del colector con respecto a la TD.

En otro ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura
es menor que una temperatura de referencia preestablecida, la vélvula de control controla el caudal de lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 2 de més abajo.

[ Ecuacion 2

{ cendie 3 F Tady

En la Ecuacién 2, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en el lado del colector con respecto a la TD.

En otro ejemplo, la matriz de ranura de lechada de electrodos en el sistema de recubrimiento de lechada de
electrodos segln la presente descripcién ademas incluye k (k es un entero mayor que o igual a tres) sensores de
distancia dispuestos a lo largo de la TD en una unidad de descarga de lechada de electrodos desde la cual se
descarga una lechada de electrodos. En este caso, los sensores de distancia pueden medir un espacio entre la
unidad de descarga de lechada de electrodos y una superficie del rodillo de recubrimiento. Ademas, los mdltiples
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sensores de distancia pueden disponerse en la unidad de descarga de lechada de electrodos y posicionarse
corriente arriba con respecto a una direccién de desplazamiento de un colector de corriente.

En un ejemplo especifico, cuando el espacio Geentro medido por el sensor de distancia instalado en el centro de la
unidad de descarga de lechada es mayor que el espacio Giado medido por el sensor de distancia instalado en el lado
de la unidad de descarga de lechada con respecto a la TD, la valvula de control controla el caudal de la lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 1 de més abajo.

{Ecuacion 1}

NI o

En la Ecuacién 1, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en un lado del colector con respecto a la TD.

En otro ejemplo especifico, cuando el espacio Geentro medido por el sensor de distancia instalado en el centro de la
unidad de descarga de lechada es menor que el espacio Giado medido por el sensor de distancia instalado en el lado
de la unidad de descarga de lechada con respecto a la TD, la valvula de control controla el caudal de la lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 2 de més abajo.

| Evuacion 2}

F::entm > Fras

En la Ecuacién 2, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en un lado del colector con respecto a la TD.

En un ejemplo, la linea de suministro del sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segun la presente
descripcién tiene una estructura en la cual una Unica linea sobresale del tanque de suministro y se ramifica en n
sublineas de suministro y se acopla al colector de la matriz de ranura de lechada de electrodos. Ademas, la linea de
suministro puede incluir al menos una bomba configurada para bombear la lechada de electrodos del tanque de
suministro a la matriz de ranura de lechada de electrodos.

Ademds, la presente descripcion provee un método de recubrimiento de lechada de electrodos usando el sistema de
recubrimiento de lechada de electrodos descrito més arriba. En un ejemplo, el método de recubrimiento de lechada
de electrodos segun la presente descripcidn controla el caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de
cada linea de suministro segun la temperatura de la lechada de electrodos medida por un sensor de temperatura.

En un ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura

supera una temperatura de referencia preestablecida, la valvula de control controla el caudal de lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 1 de més abajo.

{Ecuacion 1}

b,

. E‘ Tsickn

En la Ecuacién 1, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en un lado del colector con respecto a la TD.

En otro ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura
es menor que una temperatura de referencia preestablecida, la vélvula de control controla el caudal de lechada de
electrodos suministrado a través de cada linea de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 2 de més abajo.
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[ Fouacion 2
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En la Ecuacién 2, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro del colector con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro instalada en el lado del colector con respecto a la TD.

Mientras tanto, en el método de recubrimiento de lechada de electrodos segun la presente descripcion, el control del
caudal de lechada de electrodos suministrado a través de una linea de suministro puede incluir establecer una
temperatura de referencia, y la temperatura de referencia puede establecerse en el rango de 20 °C a 26 °C.

Efectos ventajosos

Con el sistema de recubrimiento de lechada de electrodos capaz de controlar el caudal de lechada de electrodos y el
método de recubrimiento de lechada de electrodos que usa el mismo segln la presente descripcién, mediante el
control del caudal de lechada de electrodos suministrado a una linea de suministro en cada regién en respuesta a la
temperatura de la lechada de electrodos descargada de una matriz de ranura durante el recubrimiento de lechada de
electrodos, es posible controlar facilimente la cantidad de carga de la lechada de electrodos.

Por consiguiente, la presente descripcion tiene la ventaja de que el recubrimiento de lechada de electrodos uniforme
es posible.

Descripcion de las figuras

La Figura 1 es un diagrama que muestra un proceso de descarga de una lechada de electrodos, a través de una
matriz de ranura de lechada de electrodos, sobre un colector de corriente de electrodos posicionado en un rodillo de
recubrimiento segln un método convencional.

Las Figuras 2 y 3 son diagramas que muestran, de forma esquematica, la deformacién de la matriz de ranura de
lechada de electrodos segun la temperatura de la lechada de electrodos durante la fabricacién de electrodos
convencional.

La Figura 4 es un diagrama esquemético que ilustra un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segun
una realizacién de la presente descripcién.

La Figura 5 es una vista frontal de un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segun una realizacién de la
presente descripcién.

La Figura 6 es una vista frontal de un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segln otra realizacién de la
presente descripcién.

La Figura 7 es una vista frontal de un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos seguln incluso otra
realizacion de la presente descripcion.

Descripcion detallada de la invencién

De aqui en adelante, la presente descripcidn se describird en detalle. Con anterioridad a esto, los términos y las
palabras usadas en la presente memoria y en las reivindicaciones no deben interpretarse con sus significados
usuales o de diccionario sino que deben interpretarse como unos que tienen significados y conceptos coherentes
con el espiritu técnico de la presente descripciéon segln el principio de que un inventor puede definir, de manera
apropiada, los conceptos de términos para explicar su descripcidén de la mejor manera.

La presente descripcién provee un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos capaz de controlar el caudal
de lechada de electrodos. En un ejemplo, un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segun la presente
descripcién incluye un tanque de suministro configurado para suministrar una lechada de electrodos, una linea de
suministro configurada para suministrar la lechada de electrodos, recibida del tanque de suministro, a un colector de
una matriz de ranura de lechada de electrodos, la linea de suministro ramificada en n (n es un entero mayor que o
igual a tres) sublineas de suministro en la TD, donde el centro y los lados del colector se disponen con respecto a la
TD, una matriz de ranura de lechada de electrodos configurada para descargar la lechada de electrodos
suministrada a través de la linea de suministro, un rodillo de recubrimiento configurado para soportar y transferir una
capa de colector de corriente, la capa de colector de corriente transferida a lo largo del rodillo de recubrimiento y que
tiene uno 0 ambos lados recubiertos con la lechada de electrodos descargada de la matriz de ranura de lechada de
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electrodos, y un sensor de temperatura configurado para medir la temperatura de la lechada de electrodos
descargada de la matriz de ranura de lechada de electrodos.

En particular, una valvula de control esta configurada para controlar el caudal de lechada de electrodos en respuesta
a una temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura.

Segun la presente descripcién, se ha confirmado que la unidad de descarga de lechada de electrodos, desde la cual
se ha descargado la lechada de electrodos, se desplazé o deformé segln la temperatura de la lechada de
electrodos descargada de la matriz de ranura de lechada de electrodos. En este caso, la cantidad de carga de la
lechada de electrodos recubierta sobre el colector de corriente tampoco es constante con respecto a la TD. En
particular, cuando la distancia entre la unidad de descarga de lechada de electrodos y el rodillo de recubrimiento es
mayor que una distancia de referencia, la cantidad de carga de la lechada de electrodos en una regidn
correspondiente supera un valor de referencia, y cuando la distancia entre la unidad de descarga de lechada de
electrodos y el rodillo de recubrimiento es menor que la distancia de referencia, la cantidad de carga de la lechada
de electrodos en la regién es menor que el valor de referencia. Por consiguiente, la presente descripcion controla el
caudal de la lechada de electrodos suministrado a la regién correspondiente para corresponder al desplazamiento o
deformacién de la unidad de descarga de lechada de electrodos segun la temperatura de la lechada de electrodos.

De manera especifica, la matriz de ranura de lechada de electrodos estd disefiada segln el caso donde la
temperatura de la lechada de electrodos es una temperatura especifica, por ejemplo, 23 °C. Sin embargo, en un
proceso real, la temperatura de descarga de la lechada de electrodos varia en el rango de, por ejemplo, 20 °C a
26 °C. Este cambio en la temperatura de descarga de la lechada de electrodos provoca una ligera deformacién o
desplazamiento de una unidad de descarga de la matriz de ranura de lechada de electrodos. De manera més
especifica, dependiendo de la temperatura de la lechada de electrodos, la unidad de descarga de lechada de
electrodos de la matriz de ranura de lechada de electrodos muestra diferentes grados de expansién térmica debido a
diferencias estructurales entre el centro y ambos lados. Asimismo, la cantidad de carga de lechada de electrodos
recubierta sobre el colector de corriente segln la TD varia dependiendo de la expansién térmica del centro y ambos
lados en la unidad de descarga de lechada de electrodos. Por ejemplo, cuando la temperatura de la lechada de
electrodos est4 disefiada segln el caso de 23 °C y la temperatura de descarga de la lechada de electrodos supera
los 23 °C, la matriz de ranura de lechada de electrodos se expande térmicamente sobre ambos lados. Ademas, los
espaciados entre el rodillo de recubrimiento y ambos lados de la matriz de ranura disminuyen, de modo que la
cantidad de carga de la lechada de electrodos es mayor en el centro en la TD que en ambos lados. Por consiguiente,
el sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segln la presente descripcidn incluye una matriz de ranura de
lechada de electrodos a la cual una linea de suministro ramificada en n (n es 3 0 mas) sublineas de suministro se
conecta en la TD e incluye una valvula de control capaz de controlar el caudal en cada linea de suministro segun la
temperatura de la lechada. Aqui, n puede seleccionarse del rango de 3 a 50, de 3 a 25, de 3 a 15, o de 3 a 9. Segln
la presente descripciéon, mediante el control del caudal de la lechada de electrodos suministrado a la linea de
suministro en cada regién en respuesta a la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz de
ranura durante el recubrimiento de lechada de electrodos, es posible controlar facilmente la cantidad de carga de la
lechada de electrodos.

Los inventores de la presente descripcibn han confirmado, a través de varios y repetidos experimentos y
observaciones, que, cuando la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz de ranura es inferior
al valor de referencia, la unidad de descarga se contrajo hasta un grado mayor a ambos lados que en el centro. Por
el contrario, los inventores de la presente descripcién han confirmado que, cuando la temperatura de la lechada de
electrodos descargada de la matriz de ranura era superior al valor de referencia, la unidad de descarga se expandid
en un mayor grado en ambos lados que en el centro.

En la presente descripcién, el término “centro” se refiere a un punto intermedio en base a la longitud en la TD o la
direccion de ancho de la matriz de ranura de lechada de electrodos o el rodillo de recubrimiento. Asimismo, el
término “lado” se refiere a un punto correspondiente al 10 % y/o 90 % en base a la longitud en la TD o la direccién de
ancho de la matriz de ranura de lechada de electrodos o el rodillo de recubrimiento. Por ejemplo, el espacio o la
temperatura del “lado” del rodillo representa el promedio de valores medidos al 10 % y 90 % en base a la longitud en
la TD o la direccién de ancho del rodillo.

En un ejemplo especifico, el sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segln la presente descripcion
controla la vélvula de control de modo que el caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de cada linea

de suministro satisface la Ecuaciéon 1 de méas abajo cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por
un sensor de temperatura supera una temperatura de referencia preestablecida.

{Ecuacion 1
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En la Ecuacién 1, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una
sublinea de suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Mientras tanto, los caudales de las valvulas de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse dentro
del 10 %. Sin embargo, la presente descripcidn no se encuentra limitada a ello. Ademas, la valvula de control se
controla de modo tal que el caudal es mayor en el lado de la matriz de lechada de electrodos que en el centro con
respecto a la TD, pero cuando el nimero de sublineas de suministro supera tres, la vélvula de control puede
controlarse de modo que el caudal aumenta de manera secuencial o gradual del centro al lado.

En otro ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura
es menor que una temperatura de referencia preestablecida, la valvula de control controla el caudal de lechada de
electrodos suministrado a través de cada sublinea de suministro para satisfacer la Ecuacién 2 de mas abajo.

{ Ecuanion &

.ir:sa;\ir-cy > Fage

En la Ecuacién 2, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una
sublinea de suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Incluso en este caso, los caudales de las valvulas de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse
dentro del 10 %. Sin embargo, la presente descripciéon no se encuentra limitada a ello. Ademas, la valvula de control
controla el caudal de modo tal que el caudal es mayor en el centro de la matriz de ranura de lechada de electrodos
que en el lado con respecto a la TD, pero cuando el niumero de lineas de suministro supera tres, la vélvula de control
puede controlarse de modo que el caudal aumenta de manera secuencial o gradual del lado al centro.

En otro ejemplo, la matriz de ranura de lechada de electrodos en el sistema de recubrimiento de lechada de
electrodos segln la presente descripcién ademas incluye k (k es un entero mayor que o igual a tres) sensores de
distancia dispuestos en la TD en una unidad de descarga de lechada de electrodos desde la cual se descarga una
lechada de electrodos. En este caso, los sensores de distancia miden el espacio entre la unidad de descarga de
lechada de electrodos y la superficie del rodillo de recubrimiento. EI nimero de miultiples sensores de distancia
puede corresponder al nimero de lineas de suministro ramificadas, y los sensores de distancia pueden posicionarse
en el mismo nivel.

Ademds, los multiples sensores de distancia pueden disponerse en la unidad de descarga de lechada de electrodos
y posicionarse corriente arriba con respecto a la direccién de desplazamiento del colector de corriente. Una regién
del colector de corriente de electrodos que no esté recubierta con la lechada de electrodos puede denominarse una
direccién corriente arriba. Mientras tanto, el sensor de distancia puede ser un sensor de distancia infrarrojo o
ultrasénico que mide la distancia entre la regién de medicidn y el rodillo de recubrimiento.

De manera especifica, cuando el espacio Geentro medido por el sensor de distancia instalado en el centro de la unidad
de descarga de lechada es mayor que el espacio Giado Mmedido por el sensor de distancia instalado en el lado de la
unidad de descarga de lechada con respecto a la TD, la valvula de control se controla de modo que el caudal de la
lechada de electrodos suministrado a través de cada sublinea de suministro satisface la Ecuacién 1 de mas abajo.

{Ecuacion 1

En la Ecuacién 1, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una
sublinea de suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

De manera alternativa, cuando el espacio Geento medido por el sensor de distancia instalado en el centro de la
unidad de descarga de lechada es menor que el espacio Giado medido por el sensor de distancia instalado en el lado
de la unidad de descarga de lechada con respecto a la TD, la valvula de control se controla de modo que el caudal
de la lechada de electrodos suministrado a través de cada sublinea de suministro satisface la Ecuacion 2.
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{ Fouacion 2]

§ce~rstm = P

En la Ecuacién 2, Feento denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
instalada en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una
sublinea de suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Los caudales de las valvulas de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse dentro del 10 %. Sin
embargo, la presente descripcién no se encuentra limitada a ello. Por consiguiente, segun la presente descripcién,
es posible controlar la diferencia en la cantidad de carga de la lechada de electrodos en la direccién de ancho para
que sea de 5 (mg/25 cm?) 0 menos.

Asimismo, la presente descripcién provee un método de recubrimiento de lechada de electrodos usando el sistema
de recubrimiento de lechada de electrodos descrito mas arriba. En un ejemplo, el método de recubrimiento de
lechada de electrodos segun la presente descripcion controla el caudal de la lechada de electrodos suministrado a
través de cada sublinea de suministro segun la temperatura de la lechada de electrodos medida por un sensor de
temperatura. En un ejemplo especifico, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de
temperatura supera la temperatura de referencia preestablecida, la valvula de control se controla de modo que el
caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de cada sublinea de suministro satisface la Ecuacién 1 de
mas arriba.

De manera alternativa, cuando la temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura es
menor que la temperatura de referencia preestablecida, la valvula de control se controla de modo que el caudal de
lechada de electrodos suministrado a través de cada linea de suministro satisface la Ecuacion 2 de més arriba.

En un ejemplo especifico, la temperatura de referencia preestablecida descrita més arriba esta en el rango de 22 °C
a 24 °C, por ejemplo, 23 °C. Cuando la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz de ranura
es menor que un valor de referencia (23 °C), la unidad de descarga se contrae en un grado mayor en ambos lados
que en el centro. Asimismo, el espacio entre el rodillo de recubrimiento y el centro de la matriz de ranura disminuye,
de modo que la cantidad de carga de la lechada de electrodos es mayor a ambos lados en la TD que en el centro.
Por consiguiente, la presente descripcién controla el caudal de la valvula de control ubicada en cada regién. Por
ejemplo, cuando se suministra la lechada de electrodos, un caudal es mayor en el centro que en los lados con
respecto a la TD. Por otro lado, cuando la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz de
ranura es superior a un valor de referencia (23 °C), la unidad de descarga se expande en un mayor grado en ambos
lados que en el centro. En este caso, cuando se suministra la lechada de electrodos, el caudal es mayor en los lados
que en el centro con respecto a la TD.

En un ejemplo, la temperatura de referencia preestablecida puede establecerse en el rango de 20 °C a 26 °C. En un
ejemplo especifico, la temperatura de referencia preestablecida estd en el rango de 22 °C a 24 °C, por ejemplo,
23 °C.

En un ejemplo especifico, un electrodo a fabricarse en la presente descripciéon es un electrodo para una bateria
secundaria tipo bolsa. Asimismo, la lechada de electrodos se refiere, de manera conjunta, a una composicién de un
estado de lechada que incluye un material activo de electrodo. El electrodo positivo o el electrodo negativo se refiere
a un electrodo para una bateria secundaria y, en particular, a un electrodo para una bateria secundaria de litio.

En un ejemplo, el electrodo se refiere a un electrodo positivo y/o a un electrodo negativo de la bateria secundaria de
litio.

El electrodo positivo tiene una estructura en la cual una capa de material activo de electrodo positivo que tiene una
estructura de dos capas se apila sobre un colector de corriente de electrodos positivos. En un ejemplo, la capa de
material activo de electrodo positivo incluye un material activo de electrodo positivo, un material conductor, un
polimero aglutinante, etc., y, si fuera necesario, puede incluir ademas un aditivo de electrodo positivo comlinmente
usado en la técnica.

Los materiales activos de electrodo positivo pueden ser 6xidos que contienen litio y pueden ser iguales o diferentes.
Como el 6xido que contiene litio, puede usarse un 6xido metélico de transicién que contiene litio.

Por ejemplo, el éxido metalico de transicién que contiene litio puede ser cualquiera seleccionado del grupo que
consiste en LixCoO2(0,5<x<1,3), LixNiO2(0,5<x<1,3), LixMnO2(0,5<x<1,3), LixMn204(0,5<x<1,3), Lix(NiaCop-
Mnc)O2(0,5<x<1,3, O<a<1, 0<b<1, 0<c<1, a+b+c=1)LixNi1yCoyO2(0,5<x<1,3, 0<y<1), LixCo1yMnyO2(0,5<x<1,3,
O<y<1), LixNi1yMnyO2(0,5<x<1,3, 0<y<1), Lix(NiaCobM-nc)O4(0,5<x<1,3, 0<a<2, 0<b<2, 0<c<2, a+tb+c=2), LikMno.
zNiz04(0,5<x<1,3, 0<z<2), LixMn2:C0;04(0,5<x<1,3, 0<z<2), LixCoPO4(0,5<x<1,3), y LixFePOa4(0,5<x<1,3), y una
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mezcla de dos 0 mas de los mismos. El éxido metélico de transiciébn que contiene litio puede recubrirse con metal
como, por ejemplo, aluminio (Al) o un 6xido metalico. Asimismo, al menos uno seleccionado del grupo que consiste
en sulfuros, seleniuros y haluros puede usarse ademas del éxido metélico de transicién que contiene litio.

El material activo de electrodo positivo puede estar contenido en la capa de material activo de electrodo positivo en
el rango de 94,0 % en peso a 98,5% en peso. Cuando el contenido del material activo de electrodo positivo
satisface el rango de més arriba, es ventajoso en términos de fabricacidén de una bateria de alta capacidad y
provisién de suficiente conductividad de electrodo positivo o0 adhesidén entre materiales de electrodos.

El colector de corriente usado para el electrodo positivo es un metal con alta conductividad, y puede usarse cualquier
metal que pueda adherirse faciimente a una lechada de material activo de electrodo positivo y que no tenga
reactividad en el rango de tensién del dispositivo electroquimico. De manera especifica, ejemplos no restrictivos del
colector de corriente para el electrodo positivo incluyen una Ilamina hecha de aluminio, niquel, o una combinacién de
los mismos.

La capa de material activo de electrodo positivo incluye ademas un material conductor. El material conductor se
aflade normalmente en el rango de 1 % en peso a 30 % en peso con respecto al peso total de la mezcla que
contiene el material activo de electrodo positivo. EI material conductor no esta particularmente limitado siempre que
tenga conductividad sin provocar cambios quimicos en baterias secundarias. Por ejemplo, al menos uno
seleccionado del grupo que consiste en grafito como, por ejemplo, grafito natural o grafito artificial, negro de humo
como, por ejemplo, negro de humo, negro de acetileno, negro de Ketjen, negro de canal, negro de horno, negro de
carbén, fibras conductoras como, por ejemplo, fibras de carbono y fibras metalicas, polvos metalicos como, por
ejemplo, fluoruro de carbono, aluminio, y polvos de niquel, materiales conductores como, por ejemplo, éxido de zinc
y titanato de potasio, d6xidos metalicos conductores como, por ejemplo, éxido de titanio, y derivados de polifenileno
pueden usarse como el material conductor.

El electrodo negativo tiene una estructura en la cual una capa de material activo de electrodo negativo que tiene una
estructura de dos capas se apila sobre un colector de corriente de electrodos negativos. En un ejemplo, la capa de
material activo de electrodo negativo incluye un material activo de electrodo negativo, un material conductor, un
polimero aglutinante, etc., y, si fuera necesario, puede incluir ademas un aditivo de electrodo negativo cominmente
usado en la técnica.

El aditivo de electrodo negativo puede incluir un material de carbono, metal de litio, silicio, o estafio. Cuando un
material de carbono se usa como el material activo de electrodo negativo, pueden usarse tanto carbono cristalino
bajo como carbono cristalino alto. El carbono suave y el carbono duro son representativos del carbono cristalino
bajo, y al menos un tipo de carbono cocido a alta temperatura seleccionado del grupo que consiste en grafito natural,
grafito Kish, carbono pirolitico, fibra de carbono basada en paso de mesofase, microperlas de mesocarbono, pasos
de mesofase, y coques derivados de paso de alquitrdn de petréleo o hulla es representativo del carbono cristalino
alto.

Ejemplos no restrictivos del colector de corriente para el electrodo negativo incluyen lamina hecha de cobre, oro,
niquel, una aleacién de cobre o una combinacién de los mismos. Asimismo, el colector de corriente puede usarse
apilando sustratos hechos de los materiales de mas arriba.

Asimismo, el electrodo negativo puede incluir un material conductor y un aglutinante cominmente usados en la
técnica.

Maneras de llevar a cabo la invencién

De aqui en adelante, la presente descripcién se describird en detalle con referencia a los dibujos anexos. La
presente invencién puede modificarse de varias maneras y tener varias formas, y las realizaciones especificas se
mostraran en los dibujos anexos y se describirdn en detalle mas abajo. Sin embargo, esto no pretende limitar la
presente invencion a realizaciones especificas, que se define por las reivindicaciones anexas.

Primera realizacion

La Figura 4 es un diagrama esquematico que muestra un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos segun
una realizacién de la presente descripcién.

Con referencia a la Figura 4, un sistema 100 de recubrimiento de lechada de electrodos segun la presente
descripcién incluye un tanque 110 de suministro configurado para suministrar una lechada de electrodos, una linea
130 de suministro configurada para suministrar la lechada de electrodos suministrada por el tanque 110 de
suministro a un colector 121 de una matriz 120 de ranura de lechada de electrodos, la linea 130 de suministro
ramificada en n (n es un entero mayor que o igual a tres) sublineas de suministro en la TD, una matriz 120 de ranura
de lechada de electrodos configurada para descargar la lechada de electrodos suministrada a través de la linea 130
de suministro, un rodillo 140 de recubrimiento configurado para soportar y transferir una capa 150 de colector de
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corriente, la capa 150 de colector de corriente transferida a lo largo del rodillo 140 de recubrimiento y con uno o
ambos lados recubiertos con la lechada de electrodos descargada de la unidad 122 de descarga de lechada de
electrodos de la matriz 120 de ranura de lechada de electrodos, y un sensor 160 de temperatura configurado para
medir la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz 120 de ranura de lechada de electrodos.
De manera especifica, el sensor 160 de temperatura es un sensor de temperatura de no contacto. El sensor 160 de
temperatura puede medir, en tiempo real, la temperatura de la lechada de electrodos descargada en una manera sin
contacto. Por ejemplo, el sensor 160 de temperatura mide la temperatura de la lechada de electrodos descargada de
manera continua o a intervalos regulares. Como el sensor 160 de temperatura, puede usarse un sensor de
temperatura infrarrojo o camara de imagenes térmica comercialmente disponibles.

En este momento, la linea 130 de suministro incluye una valvula 133 de control para recibir el valor de temperatura
de la lechada de electrodos medida por el sensor 160 de temperatura y controlar el caudal de la lechada de
electrodos. En la Figura 4, la linea 130 de suministro tiene una estructura en la cual una linea 131 Unica sobresale
del tanque 110 de suministro y se ramifica en n sublineas 132 de suministro, pero la presente descripcién no se
limita a ello. En este caso, la linea 130 de suministro puede tener una estructura en la cual la linea 131 Unica
sobresale del tanque 110 de suministro y puede tener una estructura en la cual la linea 131 Unica se ramifica en las
n sublineas 132 de suministro y se acopla a un colector 121 de la matriz 120 de ranura de lechada de electrodos.

Ademés, la linea 130 de suministro incluye al menos una bomba 134 para bombear la lechada de electrodos del
tanque 110 de suministro a la matriz 120 de ranura de lechada de electrodos.

Mientras tanto, la valvula 133 de control puede instalarse en cada una de las n lineas 130 de suministro o sublineas
132 de suministro que tienen una estructura ramificada en la TD de la matriz de ranura de lechada de electrodos
para controlar individualmente el caudal del suministro de electrodos suministrado a través de la linea 130 de
suministro correspondiente. En la Figura 4, la sublinea 132 de suministro se muestra como ramificada en cinco, pero
la presente descripcidn no se limita a ello. Asimismo, cada vélvula 133 de control recibe el valor de temperatura de la
lechada de electrodos medida por el sensor 160 de temperatura y controla el caudal de la lechada de electrodos
para cada seccién.

Segunda realizaciéon

La Figura 5 es una vista frontal de un sistema 200 de recubrimiento de lechada de electrodos segln una realizacion
de la presente descripcién. La Figura 5 es un caso en el cual la temperatura de la lechada de electrodos descargada
es de 26 °C, que es mayor que un valor de referencia de disefio de una matriz 220 de ranura de lechada de
electrodos, es decir, 23 °C. Cuando la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz 220 de
ranura de lechada de electrodos es mas alta que el valor de referencia (23 °C), una unidad 222 de descarga de
lechada de electrodos se expande en un grado mayor a ambos lados que en el centro.

En este caso, la distancia entre la matriz 220 de ranura de lechada de electrodos y un rodillo 240 de recubrimiento
es mayor en el centro de la matriz 220 de ranura que en el lado de la matriz 220 de ranura con respecto a la TD v,
por consiguiente, la cantidad de carga de lechada es mayor en el centro de la capa de colector de corriente que en el
lado con respecto a la TD. Con el fin de evitar esto, segun la presente descripcién, al controlar una valvula de control
instalada en una linea de suministro de cada regién, se controla el caudal de lechada de electrodos suministrado a
través de la linea de suministro de la regién correspondiente. De manera especifica, la valvula de control se controla
de modo tal que el caudal de lechada de electrodos suministrado a través de la linea de suministro correspondiente
satisface la Ecuacién 1 de mas abajo.

{Ecuacion 1}
li:;r_:&.:-,gy.‘.} <l E: tsio

En la Ecuacion 1, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de suministro instalada
en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de
suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Los caudales de las valvulas de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse dentro del 10 %. Sin
embargo, la presente descripcidn no se encuentra limitada a ello. Ademas, la valvula de control se controla de modo
que el caudal es mayor en el lado de la matriz 220 de ranura de lechada de electrodos que en el centro con respecto
a la TD, pero la vélvula de control puede controlarse de modo que el caudal aumenta de manera secuencial o
gradual del centro al lado.

Tercera realizacion
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La Figura 6 es una vista frontal de un sistema 300 de recubrimiento de lechada de electrodos segun otra realizacion
de la presente descripcién.

La Figura 6 es un caso en el cual la temperatura de la lechada de electrodos descargada es de 20 °C, que es menor
que un valor de referencia de disefio de una matriz 320 de ranura de lechada de electrodos, es decir, 23 °C. Cuando
la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz 320 de ranura de lechada de electrodos es mas
baja que el valor de referencia (23 °C), la unidad de descarga de lechada de electrodos se contrae en un grado
mayor a ambos lados que en el centro.

En este caso, la distancia entre la matriz 320 de ranura de lechada de electrodos y el rodillo 340 de recubrimiento es
mayor en el lado de la matriz 320 de ranura que en el centro de la matriz 320 de ranura con respecto a la TD y, por
consiguiente, la cantidad de carga de lechada es mayor en el lado de la capa de colector de corriente que en el
centro con respecto a la TD. Con el fin de evitar esto, segln la presente descripcién, al controlar una valvula de
control instalada en una linea de suministro de cada regién, se controla el caudal de lechada de electrodos
suministrado a través de la linea de suministro de la regién correspondiente. De manera especifica, la valvula de
control se controla de modo tal que el caudal de lechada de electrodos suministrado a través de la linea de
suministro correspondiente satisface la Ecuacién 2 de mas abajo.

| Ecuacion 21

irce:stm > Fg

En la Ecuacion 2, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de suministro instalada
en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de
suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Los caudales de las valvulas de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse dentro del 10 %. Sin
embargo, la presente descripcidn no se encuentra limitada a ello. Ademas, la valvula de control se controla de modo
tal que el caudal es mayor en el centro de la matriz 320 de ranura de lechada de electrodos que en el lado con
respecto a la TD, pero la valvula de control puede controlarse de modo que el caudal aumenta de manera secuencial
o gradual del lado al centro.

Cuarta realizacién

La Figura 7 es una vista frontal de un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos seguln incluso otra
realizacion de la presente descripcion.

Con referencia a la Figura 7, una matriz 420 de ranura de lechada de electrodos en un sistema 400 de recubrimiento
de lechada de electrodos segun la presente descripcién incluye ademés k (k es un entero mayor que o igual a tres)
sensores 470 de distancia dispuestos en la TD en la unidad de descarga de lechada de electrodos desde la cual se
descarga una lechada de electrodos. En este caso, el sensor 470 de distancia mide el espacio entre una unidad 422
de descarga de lechada de electrodos y un rodillo 440 de recubrimiento. Aunque no se muestra en la Figura 7, el
nimero de multiples sensores 470 de distancia puede corresponder al nimero de lineas de suministro ramificadas, y
los sensores de distancia pueden posicionarse en el mismo nivel.

Ademds, los multiples sensores 470 de distancia pueden disponerse en la unidad 422 de descarga de lechada de
electrodos y posicionarse corriente arriba con respecto a la direccién de desplazamiento del colector de corriente. En
el dibujo, una regién del colector 450 de corriente de electrodos que no esté recubierta con la lechada de electrodos
puede denominarse una direccidn corriente arriba. Mientras tanto, el sensor 470 de distancia puede ser un sensor de
distancia infrarrojo o ultrasénico que mide la distancia entre la regién de medicion y el rodillo 440 de recubrimiento.

De manera especifica, cuando el espacio Geentro Mmedido por el sensor 470 de distancia instalado en el centro de la
unidad 422 de descarga de lechada es mayor que el espacio Giado medido por el sensor 470 de distancia instalado
en el lado de la unidad 422 de descarga de lechada con respecto a la TD, la valvula 433 de control se controla de

modo que el caudal de lechada de electrodos suministrado a través de cada linea de suministro satisface la
Ecuacion 1 de més abajo.

{Ecuacion 1

§°!:b‘:-:’:‘h‘:‘) - }" o
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En la Ecuacion 1, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de suministro instalada
en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de
suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

De manera alternativa, cuando el espacio Geento medido por el sensor de distancia instalado en el centro de la
unidad de descarga de lechada es menor que el espacio Gado medido por el sensor de distancia instalado en el lado

de la unidad de descarga de lechada con respecto a la TD, la vélvula 433 de control se controla de modo que el
caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de cada linea de suministro satisface la Ecuacién 2.

| Ecuacion 3

.ircg;gggig{} > g&m‘k‘.

En la Ecuacion 2, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de suministro instalada
en el centro con respeto a la TD, y Fiado denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una linea de
suministro instalada en un lado con respecto a la TD.

Los caudales de las valvulas 433 de control instaladas en el centro y en el lado pueden controlarse dentro del 10 %.
Sin embargo, la presente descripciébn no se encuentra limitada a ello. Por consiguiente, segln la presente
descripcién, es posible controlar la diferencia en la cantidad de carga de la lechada de electrodos en la direccidén de
ancho para que sea de 5 (mg/25 cm?) o menos.

La presente descripcidn se ha descrito més arriba en mayor detalle a través de los dibujos y las realizaciones. Sin
embargo, las configuraciones que se muestran en los dibujos o realizaciones de la presente memoria descriptiva son
solo realizaciones de la presente invencién que se define por las reivindicaciones anexas.

Descripcion de numerales de referencia

10: colector de corriente de electrodos

11: capa de mezcla de electrodos

20: matriz de ranura de lechada de electrodos

21: unidad de descarga de lechada de electrodos

30: rodillo de recubrimiento

100, 200, 300, 400: sistema de recubrimiento de lechada de electrodos

110: tanque de suministro

120, 220, 320, 420: matriz de ranura de lechada de electrodos

121: colector

122, 222, 422: unidad de descarga de lechada de electrodos

130: linea de suministro

131: linea Unica

132: sublinea de suministro

133, 433: valvula de control

134: bomba

140, 240, 340, 440: rodillo de recubrimiento

150, 450: capa de colector de corriente

160: sensor de temperatura
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470: sensor de distancia
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de recubrimiento de lechada de electrodos, que comprende: un tanque (110) de suministro; una linea
(130) de suministro que tiene una valvula (133) de control y que se ramifica en al menos tres sublineas (130) de
suministro en un extremo de la misma; una matriz (120) de ranura de lechada de electrodos que tiene un colector;
un rodillo (140) de recubrimiento; y un sensor (160) de temperatura, en donde el tanque (110) de suministro se
configura para suministrar una lechada de electrodos, en donde la linea (130) de suministro configurada para recibir
la lechada de electrodos del tanque (110) de suministro y proveer la lechada de electrodos al colector de la matriz
(120) de ranura de lechada de electrodos a través de las al menos tres sublineas (132) de suministro, en donde las
al menos tres sublineas (132) de suministro se disponen con respecto a una direccidn transversal (TD), en donde el
centro y lados del colector se disponen con respecto a la TD, en donde la matriz (120) de ranura de lechada de
electrodos se configura para descargar la lechada de electrodos suministrada a través del colector a una capa de
colector de corriente soportada y transferida por el rodillo (140) de recubrimiento, en donde uno o0 ambos lados de la
capa de colector de corriente pueden recubrirse por la lechada de electrodos descargada de la matriz (120) de
ranura de lechada de electrodos, caracterizado por que el sensor (160) de temperatura esta configurado para medir
la temperatura de la lechada de electrodos descargada de la matriz (120) de ranura de lechada de electrodos, y por
que la vélvula (133) de control estd configurada para controlar el caudal de la lechada de electrodos en respuesta a
una temperatura de la lechada de electrodos medida por el sensor (160) de temperatura.

2. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacidén 1, en donde, cuando la temperatura de
la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura supera una temperatura de referencia preestablecida,
la valvula de control controla el caudal de lechada de electrodos para satisfacer la Ecuacién 1 de mas abajo:

{Eouacian 11

donde en la Ecuacién 1, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en un lado del colector con respecto a la TD.

3. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 1, en donde, cuando la temperatura de
la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura es menor que una temperatura de referencia
preestablecida, la valvula de control controla el caudal de lechada de electrodos para satisfacer la Ecuacién 2 de
méas abajo:

{ Fouacion 2]

§ce~rstm = P

donde en la Ecuacién 2, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en un lado del colector con respecto a la TD.

4. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacion 1, en donde

la matriz de ranura de lechada de electrodos comprende una unidad de descarga de lechada de electrodos que tiene
al menos tres sensores de distancia dispuestos a lo largo de la TD, en donde la unidad de descarga de lechada de
electrodos estéd configurada para descargar la lechada de electrodos, y en donde cada uno de los al menos tres
sensores de distancia mide un espacio entre la unidad de descarga de lechada de electrodos y una superficie del
rodillo de recubrimiento.

5. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 4, en donde los al menos tres sensores
de distancia se posicionan corriente arriba con respecto a una direccién de desplazamiento de la capa de colector de
corriente cuando esté presente en el rodillo de recubrimiento.

6. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacion 4, en donde, cuando un espacio (Geentro)
medido por un sensor de distancia dispuesto en un centro de la unidad de descarga de lechada es mayor que un
espacio (Gado) medido por un sensor de distancia dispuesto en un lado de la unidad de descarga de lechada a lo
largo de la TD, la vélvula de control controla el caudal de la lechada de electrodos para satisfacer la Ecuacién 1 de
méas abajo:
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{Ecuacion 11
‘f:c»n < E" b

donde en la Ecuacién 1, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en un lado del colector con respecto a la TD.

7. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 4, en donde, cuando un espacio (Geentro)
medido por un sensor de distancia dispuesto en el centro de la unidad de descarga de lechada es menor que un
espacio (Gado) medido por un sensor de distancia dispuesto en un lado de la unidad de descarga de lechada a lo
largo de la TD, la valvula de control controla el caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de la linea
de suministro para satisfacer la Ecuacién 2 de més abajo:

{ Ecuanion ¢

F-o—s;\itu = ﬁ?&\

donde en la Ecuacién 2, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en el lado del colector con respecto a la TD.

8. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 1, en donde el extremo opuesto de la
linea de suministro tiene una Unica linea que recibe la lechada de electrodos del tanque de suministro.

9. El sistema de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 1, en donde la linea de suministro
comprende al menos una bomba configurada para bombear la lechada de electrodos del tanque de suministro a la
matriz de ranura de lechada de electrodos.

10. Un método de recubrimiento de lechada de electrodos que usa el sistema de recubrimiento de lechada de
electrodos de la reivindicacién 1, el método de recubrimiento de lechada de electrodos comprendiendo: controlar un
caudal de una lechada de electrodos suministrado a través de la linea (130) de suministro en base a la temperatura
de la lechada de electrodos medida por el sensor (160) de temperatura.

11. El método de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 10, en donde, cuando la temperatura
de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura supera una temperatura de referencia
preestablecida, la valvula de control controla el caudal de la lechada de electrodos suministrado a través de la linea
de suministro para satisfacer la Ecuaciéon 1 de més abajo:

{Ecuacion 1}
li:;r_:&.:-,gy.‘.} <l E: tsio

donde en la Ecuacion 1, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en un lado del colector con respecto a la TD.

12. El método de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 10, en donde, cuando la temperatura
de la lechada de electrodos medida por el sensor de temperatura es menor que una temperatura de referencia

preestablecida, la valvula de control controla el caudal de lechada de electrodos suministrado a través de la linea de
suministro para satisfacer la Ecuacién 2 de mas abajo:

{ Ecuanion

_F-css;\im > Fage
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donde en la Ecuacién 2, Feentro denota el caudal de lechada de electrodos descargado de una sublinea de suministro
dispuesta en el centro del colector con respeto a la TD, y Fado denota el caudal de lechada de electrodos descargado
de una sublinea de suministro dispuesta en un lado del colector con respecto a la TD.

13. El método de recubrimiento de lechada de electrodos de la reivindicacién 10, en donde el caudal de lechada de

electrodos suministrado a través de una linea de suministro se controla segin una temperatura de referencia
preestablecida, y la temperatura de referencia preestablecida oscila de 20 °C a 26 °C.
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[FIG. 1]
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[FIG. 2]
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[FIG. 3]
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[FIG. 4]
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[FIG. 5]
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[FIG. 6]
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